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1.緒論 

近年印刷法を用いて作製したセンサや太陽電池などのフ

レキシブルデバイスが注目を集めている。これらのデバイス

は低コストで製造でき、柔軟であるために容易に曲げること

ができ、一つの基板上に多くの機能を実装することができる。

また、デバイスの集積方法の点では 3 次元構造による小型化

と高密度化の点で優れている貫通電極が注目されている。今

回は自立した貫通電極膜の作製方法を検討した。 

 

2.実験方法 

 SU-8 3025（日本化薬 Co., Ltd.）をフォトリソグラフィによ

りパターニングして、径 50μm と 20μm のピラーパターンの

マスターモールドを作製した。次に、離型処理を施したマス

ターモールドからホールパターンのレプリカモールドを作製

した。このレプリカモールドにも離型処理を施した。このホ

ールパターンレプリカモールドに 0.5μℓ の UV 硬化性樹脂

（PARQIT OEX-028-X433-3、オーテックス株式会社：以下

X433-3と表記）を滴下し、コスモシャイン A4300（東洋紡株

式会社）を被せ UV-NIL を行うことで、X433-3のピラーパタ

ーンのレプリカモールドを作製した。X433-3は硬度が高くピ

ラー形状が潰れにくいため用いた[1]。次に径が 50μm の貫通

穴を UV硬化性樹脂（PARQIT OEX-073-X1、オーテックス株

式会社：以下 X1 と表記）で作製し、銀インクを流し込むこ

とにより貫通電極を作製した(方法は二段目と同様)[2]。次に二

段目の貫通穴の作製方法を Fig.1 に示す。作製した一段の貫

通電極に PAK-01CL を 0.5μℓ滴下した (Fig.1 (a))。径が 20μm

のピラーパターンのレプリカモールドを設置し (Fig.1 (b))、

光学顕微鏡上で位置を合わせてから、UV を照射して樹脂を

硬化させた (Fig.1(c))。ピラーパターンのレプリカモールドを

離型して貫通穴を作製した (Fig.1(d))。作製した貫通穴に銀イ

ンクを充填し (Fig.1(e))、上面に残っている銀はキムタオルで

ふき取った (Fig.1(f))。その後 200℃、20 分でベークを行い

(Fig.1(g))、自立膜を離型した (Fig.1(h))。X1 樹脂は、200 ℃

で 20 分間加熱すると、スライドガラスから剥離する機能が

ある。 

 

 

Fig.1 Method for fabricating freestanding membranes 

3.実験結果 

 作製した貫通穴電極を積層した後の光学顕微鏡画像を

Fig.2 に示す。自立膜の離型時に損傷があったが、2段の位置

を合わせて作製することができた。 

 

Fig.2 Observation image of optical microscope 

(a) This is a 100x diagram. (b) This is a 400x diagram. (c) This is a  

400x diagram. (a)~(c) There are taken with optical microscope. 

 

 自立膜は 1段では手で扱うことが困難であったが 2段にす 

ることで厚さができ、ハンドリングが可能となった(Fig.3)。 

自立膜を SEMで観察した(Fig.4)。 

 

Fig.3 Image of the freestanding film of the through-hole electrode 

The left side of this image shows a two-stage through-electrode, and  

the right side of this image shows a one-stage through-electrode. 

Fig.4 Observation image of SEM 

This image was observed at 200x. Since the two-stage through- 

electrode film was observed from the top surface, only the 20 μm  

diameter of the top surface could be observed. 

 

4.まとめ 

 貫通電極の自立膜を作製することができた。今後はこの膜 

を用いたデバイスの作製を検討している。 
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